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Nova nizkoteplotni plazmaticka technologie pro nanaseni nanomaterialt

e Vyvoj svétové unikatniho mikrovinného plazmového systému umoziujiciho za nizkych teplot
nanaset vrstvy nanomaterialii na velké plochy i 3D objekty podpotila Technologicka agentura CR
z programu ALFA.

¢ Na projektu se spolecné podileli odbornici spole¢nosti SVCS Process Innovation a vyzkumnici z
Fyzikalniho tistavu AV CR.
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Spi¢kovy mikrovinny plazmovy systém umoZiiujici za nizkych teplot nanaset vrstvy nanomaterialt
na 2D i 3D projekty jsou vysledkem spolecného vyzkumu odbornikli ceské, svétové uznavané
spoleénosti SVCS Process Innovation (SVCS PIN) a védci z Fyzikalniho tstavu AV CR. Projekt
s vynikajicimi vysledky podpofila Technologicka agentura CR (TA CR) 23,6, mil. korun.

Nanotechnologie se Fadi k jedném z nejcastéji diskutovanych technologii soucasnosti. V této
oblasti hraji zasadni roli tenké vrstvy o tloust’ce v méfitku nékolika nanometrt. Jejich vhodnym
strukturovanim lze docilit vyjime¢nych vlastnosti, které se nevyskytuji u béznych materiald.
Piikladem jejich vyuziti jsou displeje a solarni ¢lanky, super tvrdé ochranné pokryti reznych
nastrojt ¢i senzory plynt. Nové vyvinuty hybridni a plné modularni mikrovinny systém je schopny
nanaseni tenkych vrstev z plynné faze za pritomnosti nizkoteplotniho plazmatu s vysokym
stupném ionizace. Pravé vysoka hustota plazmatu umoziiuje deponovat i materialy standardnimi
technologiemi obtiZné vyrobitelnymi, a to obvykle jesté za nizsich teplot, coz je dalsi vyhodou, diky
niz Ize deponovat vrstvy i na plastové substraty.

Vyvinuté technologie skytaji velky potencial v celé Fadé oblasti od antimikrobidlnich povrchdg,
fotokatalyzy, elektrochemickych senzorli a elektronickych prvkd, samodisticich vrstev,
fotovoltaického primyslu ¢i riznorodého pouziti v mediciné az po technologie pfimého solarniho
Stépeni vody, optické aplikace nebo tvorbu specifickych nanovrstev. ,Projekt jsme podporili také
proto, Ze si od dosud nepatentovanych cest vyvoje slibujeme zvys$eni aktivity Ceské republiky
v celosvétovych technologickych platformdch, mezi které se plazmové technologie radi“ uvedl
piredseda TA CR Petr O¢ko a dodal: ,Novou technologii bude firma nabizet na trhu, nebo nabidne
primo vlastni nandseni materidlii na 2D a 3D objekty. Diky tomu posili jeji ekonomickd vykonnost,
potazmo pak konkurenceschopnost ceského priimyslu.”

Dominantnim trhem pro spole¢nost SVCS PIN je v poslednich letech Asie, zejména Cina, Taiwan,
Indie, dale Polsko, Slovensko a staty byvalého Sovétského svazu, naptiklad Rusko a Litva.
Zakladnim vyrobkem firmy je pak tzv. horizontalni vysokoteplotni pec. ,Jednd se o specializovany
chemicky reaktor, ve kterém za vysoké, presné regulované teploty, rizeného tlaku ci vakua dochdzi
k reakci presné ddvkovanych chemikadlii, respektive téZ plazmy, s povrchem kiemikové desky.
Pro vyrobu jsou podstatné nejen extrémni poZadavky na presnost regulace, ale i na Cistotu procesu,
rddové vyssi neZ jsou v mediciné ¢i ve farmacii,” predstavil zaklad portfolia firmy jeji jednatel
Ing. Jaroslav Doldk. Zarizeni pouzivaji vyrobci polovodicovych soucastek i vyrobci solarnich
¢lankd, dale rtzné vyzkumné Gstavy a univerzity. Firma nabizi také vlastni fidici systém pro
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diftzni pece jinych vyrobci a fadu rozvadécu ultracistych technickych plyni.

,Hlavni vyzvou nového projektu bylo zajistit nékolik riznych priimyslovych aspekti v jednom
systému, tedy kombinace nandSeni materidli, neboli depozice, na rozsdhlé plochy & 2D/3D objekty,
nizké procesni teploty, vysokou spolehlivost a mozZnost opakovaného plazmového nandseni materidlii
pri zachovdni dlouhodobé stability procesu,” konstatoval Mgr. Zdenék Hubicka, Ph.D., vedouci
oddéleni nizkoteplotniho plazmatu Fyzikalniho tistavu Akademie véd CR.
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V soudasné dobé je technologie testovana ve Fyzikalnim tstavu AV CR pro depozici novych
materiali pro specidlni aplikace. Jeji dal$i rozsifeni souvisi pravé s uspésSnosti dosazenych
vysledkl vyzkumu a nasledné jejich komercionalizaci.

TA CR i nadale podporuje projekty technologického vyzkumu s vysledky aplikovanymi v praxi.
V programu DELTA byl v roce 2016 podpoien mezinarodni projekt (Cesko-Korejska spoluprace),
vnémz za Ceskou stranu jsou ucastniky rovnéz SVCS Process Innovation s.r.o. a Fyzikalni ustav
AV (R, vvi. a hlavnim cilem je vyzkum a vyvoj podobnych plazmovych zdroji pro téely
specialnich technologii ALD (Atomic Layer Deposition - depozice po atomarnich vrstvach) a ALEt
(Atomic Layer Etching - leptani po atomech vrstvach), kde by se mély s vyhodou vyuzit prave
specifické vlastnosti novych, ¢i inovovanych plazmovych zdrojt, upozornil Petr Ocko.
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